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- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA

| ADQUISICION DE UN ELIPSOMETRO ESPECTROSCOPICO

1. Condiciones generales

Dentro de los procesos de fabricacion involucrados en la fabricacién de dispositivos funcionales
en silicio, el depdsito y caracterizacion de peliculas delgadas es wna parte del proceso de vital
importancia ciada la influencia que tienen estos materiales en las caracteristicas épticas de los
dispositivos. Como ejemplo, en ¢l caso de dispositivos fotovoltaicos, la optimizacion del espesor
de la capa antireflectante, normalmente formada por SiNx o Si02 puede influir en una mejora de
la eficiencia del orden de un 4 % absoluto. En los dispositivos fotonicos resulta crucial conocer y
controlar tanto el espesor como ¢l indice de refraccion (parte real e imaginaria) de las peliculas
depositadas.

El objetivo de esta convocatoria es dotar a las instalaciones de sala blanca del NTC con un
elipsémetro espectroscépico de manejo sencillo v rapido, que permita determinar el espesor de
capas delgadas y sus constantes dpticas, de forma periddica durante el desarrollo de los procesos
de fabricacién ¥a que s¢ trata de una herramienta indispensable en los procesos de fabricacion de

espectroscopica de Iaboratono

La ¢lipsometria espectroscopica es una técnica de andlisis 6ptica que se basa en ¢l cambio del
estado de polarizacién de la luz que se incide sobre un material. Es una técnica dptica no
destructiva que permite la caracterizacién de peliculas delgadas, superficies e interfaces. Se utiliza
principalmente para determinar espesores de peliculas delgadas (desde 1 A hasta 30um) v sus
constantes dpticas: indice de refraccion n v coeficiente de extincion k.

La técnica se basa en analizar la polarizacion eliptica de la luz después de ser reflejada por una
superficic. Dicha polarizacién se origina por la reflexion de luz linealmente polarizada cuando
incide sobre una superficic. Las siguientes figuras muestran dos modelos de elipsometros
espectroscopicos diferentes fabricantes.

Entre las ventajas de este método cabe destacar:
+ Método no destructivo v sin contacto.

* No requiere preparacion de la muestra,

*» Muestras lequidas y solidas

* Mugsiras mono y multicapa.

* Medidas precisas de capas muy delgadas (< 1 Onm ).




2.- Especificaciones técnicas

Las caracteristicas y requisitos téenicos minimos del equipo son los siguientes:

Especificaciones Técnicas Equipo Osciloscopio de tiempo real

Rango espectral deédé 450nm hastacomo ﬁnmfﬁo .I-GOOnm
* PC de control (no obligatorio si es un PC estandar

Equipo de medida comercial)
quipo de . . * Software completo que permita utilizar todas las funciones
mediante elipsometria Si I .
espectroscopica del equipo
P P * Muestra de calibracién

* Control de rango angular

Mércado CE

Tensién: 100-240 V, 50/60 Hz,

Opciones a incluir necesariamente

0 Transporte, calibracion v puesta en marcha (¥)
0 Garantia minima de un afio

Opciones 2 valorar positivamente

L Mayor rango espectral de operacion (entrando en ¢l ultra violeta).
Ancho de banda “FWHM” (cuanto menor sobre un ancho espectral determinado, mas
favorable)

2, Baja dispersion lincar

3. Rango angular amplio

4, Dimensiones del spot minimo

5. Posibilidad de seleccion del tamafio del spot

6. Posibilidad de visualizacion del spot

7. Resolucidn espectral

3. Precision y repetitividad

g, Tiempo bajo de adquisicion de datos

10. Goniémetro antomatico

11. Mapeado automatico de las muestras

12, Posibilidad de med:cion del indice de refraccion en funcion de la temperatura

13, PC de control y peniféricos necesarios (obligatorio si no es un PC estandar comercial)

14, Instalacion y formacion en la utilizacion del equipo.

I35, Extension de garantia

lo. Valoracion de los costes de consumibles v repuestos




(*) El envio, calibracion inicial y puesta en marcha del equipo correran a cargo del suministrador
del equipo.
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